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<핵심소재 특허분석과 대응전략>

포토레지스트의 특허분석

우연특허법률사무소 반용병 변리사

▢ EUVL(Extreme UV Lithography) 시스템용 포토 레지스트 기술 특징1)

 ㅇ 자외선(DUV: 수백 nm 파장) 리소그래피 기술의 연장선에서는 65nm이하의 

pattern을 구현할 수 없다는 원리적 한계가 있음. 따라서 리소그래피 

기술에서의 혁신적인 변화 없이는 나노스케일의 소자제작이 불가능하다는 

판단에 따라 선진 각국들은 차세대 리소그래피 기술 개발에 착수하였음. 

여러 가지 차세대 리소그래피 기술 중 EUV(극자외선：약 13nm 파장) 

리소그래피 기술이 65nm 이하의 나노급 반도체 소자의 양산 적용 가능성이 

가장 높다는 의견에 따라서 1998년도부터 미국, 일본, 유럽에서 각 

요소기술 개발을 위한 투자를 대폭 확대하였음.

 ⇨ 장비, 재료 등 각 요소기술이 있지만, 레지스트 중심으로 살펴보기로 함

 ㅇ 현재까지 개발된 소재가 가지고 있는 문제점은 EUV에서의 노광시 레지스트 

소재의 흡광 계수에 대한 것과 노광 후 현상 시 충분히 빠른 감도를 가져야 하는 

것과 낮은 가스형성(out gassing)으로 구현할 수 있는가에 대한 것 등이 있음. 

대부분의 물질들은 EUVL에 사용되는 13nm 파장에 대해 높은 흡광 계수를 가지고 

있음. 구체적으로는 PMMA와 poly(4-hydroxystyrene)이 EUV용 포토레지스트의 

일반적인 고분자로 사용되는데, 주 사슬에 여러 가지 작용기 혹은 보호화된 

1) 한국과학기술정보연구원, “포토레지스트의 기술동향”, 부품소재종합정보망 자료에서 발췌
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작용기 (아세탈, t-butoxycarbonyl, t-butyl)를 사용한다. 좀 더 나은 내에칭성을 

위해서는 alicyclic 보호기 (2-methyl-2-adamantyl group)를 사용하면 개선됨.

        

<참고> 특허공개번호 10-2017-0006341호

▢ WIPO Patentscape 검색결과

 ㅇ 일본 수출규제이후에 최근에 관련 기술동향이나 특허분석이 다각적으로 제공되어 

왔으며, 결과적으로 고도의 기술을 보유하고 있는지 여부가 관건이고 특허관련 

소송은 아직까지 표면적으로 제기된 바가 없음

 ㅇ 이에 국내출원된 특허건수를 살펴보기보다는, WIPO 데이터베이스 검색을 통해 

세계적인 흐름을 살펴보고자 하였음. 총 검색건수 1022건.

   - 국가별로 보면, 미국이 절대적으로 많았으며 일본 또는 한국은 그다지 건수면에서는 

두드러지지 않았음. 이는 해당기술이 특허 건수가 중요한 것이 아님을 반증하고 

있지만, 2016년도 들어서 또 성장하고 있는 분야임을 알 수 있음.

   - 일본기업은 비록 건수는 작지만 스미토모 화학과 후지필름이 절대적이였고, 

실제로 해당분야의 기술의 강자는 인텔이나 IBM인데, 그 특허 건수도 각각 57건, 

102건으로 검색되었음. 참고로 대만기업이 93건을 출원하고 있는 점도 특이함

<참고> 위 DB는 전세계 특허청의 자료를 모은 장점이 있는 반면에, 해당국가의 언어 

보다는 영어로 된 문헌들이 많을 수밖에 없으므로, 영어권 국가의 출원이 

상대적으로 많이 검색될 수밖에 없는 단점이 있음. 또한 분석 Tool에 있어서도 

다소 부정확하여 동일출원인임에도 불구하고 이를 다르게 구분하는 경우가 있음.
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 ㅇ 최근 미국 화학소재 기업 듀폰이 한국에서 운영중인 공장을 증설해 극자외선(EUV) 

노광 반도체 공정용 포토레지스트(PR) 생산 라인을 구축한다는 기사가 발표된 적이 

있음(https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=202750)

  - EUV용 PR은 대일 의존도가 높으며, JSR, 신에츠, 도쿄오카공업(TOK) 등 일본 

기업들이 세계 시장의 90% 이상을 점유하고 있음.

  - 전 세계특허DB를 검색해보더라도 관련 특허건수는 타 기업에 비해서 상대적으로 

많치 않음. 양보다는 질이 중요하며, 재료(소재)인 경우는 물질특허이므로 강력한 

특허권을 가지게 때문임. 

▢ 참고 : 화합물의 구조검색 사이트 소개

 ㅇ 대부분의 화합물을 특징으로 하는 특허는 화학식이 중요하나, 키워드가 아닌 

구조식형태로 검색할 수 있는 검색DB는 매우 제한적이였음. STN 이라는 막강한 

Tool이 있지만, 이는 사용료가 매우 비싸므로 일반인들은 어려움이 있었으나, 

최근에 아래와 같은 사이트에서 스스로 구조식을 그려서 검색할 수있는 방법까지 

제공하고 있어서 매우 효과적인 검색을 할 수 있음.

  1) https://patentscope.wipo.int/beta/en/search.jsf

    - Chemical compounds (login required)

  2) http://www.ambinter.com/?gclid=CKSBgJyM_r4CFZCSvQodGW0A6g

   

<끝>
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